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Abstract (en)
A top coat, which transmits infrared (IR) radiation but not white light and can be removed with water or an aqueous solution, is used on IR-recording
material. The material has a substrate and radiation-sensitive, water-insoluble layer, which contains an infrared (IR)-absorber and dissolves or at
least swells in an aqueous alkaline developer after exposure to IR radiation.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Aufzeichnungsmaterial mit einem Schichtträger und einer strahlungsempfindlichen, wssserunlöslichen Schicht, die eine
IR-Strahlung absorbierende Komponente enthält und nach Einwirkung von Infrarotstrahlung in einem wäßrig-alkalischen Entwickler löslich oder
zumindest quellbar wird. Auf der strahlungsempfindlichen Schicht befindet sich eine Deckschicht, die für Weißlicht undurchlässig, für Strahlung im
IR-Bereich dagegen durchlässig ist und sich mit Wasser oder einer wäßrigen Lösung entfernen läßt. Das Aufzeichnungsmaterial ist weitgehend
unempfindlich gegenüber Tageslicht. Durch bildmäßiges Bestrahlen mit IR-Strahlung und anschließendes Entwickeln mit einem wäßrig-alkalischen
Entwickler läßt sich aus dem Aufzeichnungsmaterial eine Druckform für den Offsetdruck herstellen. Wird die Deckschicht vorher abgewaschen, dann
kann die Bebilderung auch mit konventioneller UV-Strahlung erfolgen.
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